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1.はじめに 

近年、撥水性のある素材が注目されており、この技

術は自動車窓材の撥水化に利用されている。 

自動車窓材軽量化のために次世代窓材としてポリカ

ーボネート（PC）が検討されている。本研究では、こ

れまでポリフッ化ビニリデン（PVDF）をターゲット

として高周波マグネトロンスパッタにより、PC上に水

滴接触角 100°程度の撥水性膜合成に成功した[1]。今

回は、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）をターゲ

ットに用いて、高周波マグネトロンスパッタリングに

より 100°を超える撥水性薄膜を合成することを目的

とし、高周波マグネトロンスパッタ装置を開発した。 

2.実験方法 

本研究で実験に使用した実験装置を Fig.1 に示す。

13.56MHz の高周波（RF）電源をブロッキングキャパ

シタ及び整合器に通して、Al電極（φ100mm）に接続

した。Al 電極とターゲット（PTFE,φ140mm）をアル

ミニウム両面テープにより接着し、その上に磁石を配

置し、真空チャンバの上部に設置した。その際の磁石

配置を Fig.2に示す。磁石は、中心にフェライト(1270G,

φ10mm×h5mm)、円周上にネオジム（4670G, φ10mm

×h5mm）を配置した。真空チャンバ内には PC（ポリ

カーボネート）基板を設置した基板ホルダーを設置し

た。 

3.磁化シミュレーション 

 Fig.3(a),(b)に磁石配置における磁界シミュレーショ

ン結果を示す。この解析にはムラタソフトウェア

Femtet を用いた。Fig.3(a)に、Fig.2 を正面から見たと

きの磁束密度分布を、Fig.3(b)に、Fig.2 の A-A’の断面

における磁界分布を示す。磁界 Bxはネオジムの中心か

ら、10mm付近で最も強い。Byは断面 A-A’と垂直であ

るため、0である。Bzはネオジム上（r=±45mm）の方

が、フェライト上（r=0）より約 35G大きい。 

 

Fig.1. RF Magnetron Sputtering equipment diagram 

 

Fig.2.Magnet arrangement 

 

Fig.3(a).3D map of Magnetic flux density 

 

Fig.3(b). Magnetic field distribution at cross section A-A’ 
 

4.結論 

 PTFE をターゲットとした高周波マグネトロンスパ

ッタ装置を開発した。 
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